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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do wytwarzania wyrobu witdkienniczego tltumigcego pole
elektromagnetyczne poprzez pokrywanie wyrobow widkienniczych powtokami nanoszonymi metodg
rozpylania magnetronowego, ktére to wyroby widkiennicze przeznaczone sg do stosowania jako
ekrany elektromagnetyczne, w szczegdlnosci w szpitalach, w budynkach biurowych, mieszkalnych
i w laboratoriach i ktére mogg znalez¢ zastosowanie do wytwarzania tapet, kotar albo zaston i rolet.

Sposob i urzadzenie do powlekania podtoza warstwg przezroczystego tlenku metalu w procesie
rozpylania magnetronowego, znane sg z niemieckiego opisu patentowego nr DE102008034960. Spo-
s6b polega na tym, ze powlekane podioze przemieszczane jest urzgdzeniem transportowym, poprzez
otwory wykonane w komorze urzadzenia, przy czym na podfoze nanoszone sg metodg napylania ma-
gnetronowego warstwy cyny, cynku, kadmu, galu, indu, jak réwniez zwigzki, w szczegdlnosci tlenki, lub
mieszaniny tych materiatéw. Urzgdzenie ma komore wyposazong w zawory gazowe, przy czym w dolnej
czesci komory zamocowane jest urzadzenie transportowe, a nad nim urzgdzenie magnetronowe wypo-
sazone w target, podigczone do zasilacza.

Sposdb wytwarzania tkanin anty-UV oraz ekranujgcych fale elektromagnetyczne znany jest
z chinskiego opisu patentowego nr CN1970882. Sposbb, polega na tym, ze powlekana tkanina jest myta
w detergencie, ptukana w czystej wodzie, suszona i wygtadzana. Nastepnie tkanina jest umieszczana
w komorze prézniowej wyposazonej w urzadzenie do magnetronowego napylania powtoki na tkanine,
ktérg nanosi sie w temperaturze od 0 do 150°C, przy ci$nieniu od 0,4 102 do 100 Pa, z moca rozpylania
w zakresie od 20 do 400 W, przez 5-60 min. Materiatem nanoszonym w postaci powtoki, sg metale,
takie jak: aluminium, srebro, zelazo, nikiel, chrom, zfoto, platyna lub magnez, ich mieszaniny oraz ich
zwigzki w szczegdlnosci tlenki i azotki.

Istota urzadzenia, wedtug wynalazku polega na tym, ze wewnatrz komory prézniowej nad urza-
dzeniem transportowym zamocowanym w podstawie, umieszczona jest trojwarstwowa anoda wyko-
nana w ksztaicie czesci powierzchni walca, umocowana poprzez izolatory w podstawie zamocowanej
do obudowy komory. Anoda od strony targetu ma warstwe poslizgowa, a pod nig warstwe konstrukgji
nosnej, za$ od dotu stabilizator temperatury, do ktérego zamocowany jest uktad chtodzenia wykonany
z zespotu rurek transportujgcych medium chtodzace. Nad tréjwarstwowg anodg zamocowane jest urzg-
dzenie magnetronowe wyposazone w prostokatny target, podtgczone do zasilacza, ktéry potgczony jest
poprzez uktad sterowania z komputerem. Ponadto ukfad sterowania potgczony jest poprzez sterownik
zaworu z zaworem regulacyjnym, licznikiem diugosci pokrytego powtokg materiatu witdkienniczego i jed-
noczesnie poprzez regulator obrotéw silnika z silnikiem napedowym napedzajgcym naped rewersyjny
urzadzenia transportowego.

Korzystnie, urzgdzenie transportowe ma rolki z przewijanym wyrobem wiékienniczym, wyposa-
zone w prézniowe sprzegta elektromagnetyczne, ktére to rolki potgczone sg z rewersyjnym napedem,
przy czym rolki i rewersyjny naped zamocowane sg w podstawie.

Korzystnie jest, gdy rolka osadzona jest poprzez izolator na osi napedowej, przy czym pierwszy
koniec osi napedowej potgczony jest z tarczg hamulca umocowang w podstawie, za ktérg umieszczona
jest sprezyna z regulatorem docisku hamulca, zas drugi koniec osi napedowej poprzez sprzegta elek-
tromagnetyczne potgczony jest z kotem napedowym, przy czym sprzegto elektromagnetyczne od strony
kota napedowego ma tarcze sprzegta i solenoid obudowany magnetowodem.

Korzystnie, stabilizator temperatury i zespét rurek wykonane sg z materiatu dobrze przewodza-
cego ciepto, korzystnie miedzi.

Korzystnie, target jest na potencjale ziemi.

Korzystnym jest rowniez, gdy target jest wielosktadnikowy, najkorzystniej zestawiony z co naj-
mniej dwoch segmentéw w postaci piyt.

Korzystnie, urzgdzenie transportowe osadzone jest w podstawie na regulatorze wysokosci tar-
getu nad przewijanym wyrobem widkienniczym, przy czym przewijany wyrob widkienniczy umieszczany
jest w obszarze plazmy.

Korzystnie, target zamocowany jest za pomocg elementéw mocujgcych na korpusie urzgdzenia
magnetronowego, przy czym pomiedzy targetem i korpusem umieszczona jest folia metalowa, najko-
rzystniej miedziana, ktéra jest intensywnie chiodzona ptynem chiodzacym doprowadzanym do prze-
strzeni pomiedzy korpusem, uktadem magnetycznym i folig metalowg, uktadem chtodzenia.

Korzystnie, folia metalowa potgczona jest trwale z korpusem, najkorzystniej potaczeniem lutowanym.
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Korzystnie, ponizej powierzchni targetu w jego osi pomiedzy strefami emisyjnego oddziatywania
uktadu magnetycznego, umieszczona jest rurka dozujgca gaz roboczy otworami. Rurka dozujgca pota-
czona jest bezposrednio z zaworem dozujgcym gaz roboczy albo rurka dozujgca potgczona jest z za-
worem dozujgcym gaz roboczy, rurkg wygietg w ksztalcie litery U, najkorzystniej dlugosc¢ rurki dozujgce;j
jest mniejsza od dtugosci strefy emisyjnego oddziatywania uktadu magnetycznego.

Korzystnym jest réwniez, gdy ponizej powierzchni targetu pomiedzy strefy emisyjnego oddziaty-
wania ukfadu magnetycznego, doprowadzany jest gaz roboczy otworami z co najmniej trzech rurek
dozujacych, potgczonych z rurg rozprowadzajgca, ktéra podtgczona jest do zaworu dozujgcego gaz
roboczy.

Wyréb wiokienniczy charakteryzuje sie duzg stabilnoscia, a niewielka grubosé wtdkien umozliwia
dokfadne zapetnienie powierzchni materiatu przemieszczanego podczas napylania po wypukiej ano-
dzie. Proces napylania zachodzi w stosunkowo niskiej temperaturze i nie uszkadza materiatu widkien-
niczego. Zastosowanie sprzegiet elektromagnetycznych pracujgcych w prézni oraz regulacji predkosci
przesuwu podtoza pozwala na odpowiednie naprezenie podtoza podczas napylania powtoki, przez co
urzadzenie zapewnia réwnomierne pokrycie podioza tak, ze powstaje siatka przewodzaca, nadajgca
mu wiasciwos¢ ttumienia pola elektromagnetycznego. Ponadto urzadzenie wyposazone jest w ukfad
zasilania zapewniajgcy modulacje mocy, ktéra regulowana jest precyzyjnie w zakresie 0—100%, w celu
unikniecia nadtopieh materiatu wtdkienniczego w strefie plazmy, przy duzych porcjach energii przeka-
zywanych w krotkim czasie. Urzadzenie wyposazone jest tez w komputerowy system archiwizacji para-
metrow technologicznych, ktéry pozwala na prowadzenie powtarzalnych proceséw napylania zwtaszcza
materiatéw witdkienniczych.

Przedmiot wynalazku objasniony jest w przyktadach wykonania i na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia warstwowy wyréb widkienniczy w ujeciu schematycznym wytworzony w urzadzeniu, fig. 2
— urzgdzenie do wytwarzania wyrobu wtdkienniczego w ujeciu schematycznym, fig. 3 — komore proz-
niowg wyposazong w urzgdzenie transportowe i urzagdzenie magnetronowe, fig. 4 — rolke urzadzenia
transportowego, fig. 5 — urzgdzenie magnetronowe, fig. 6 — rurke dozujgca umieszczong pod targetem,
fig. 7 — rurke dozujaca potgczong z rurkg wygietg w ksztalcie litery U, a fig. 8 — trzy rurki dozujgce
potgczone z rurg rozprowadzajgcg gaz roboczy.

Przyktad 1

Urzadzenie do wytwarzania wyrobu wiékienniczego ttumigcego pole elektromagnetyczne zawiera
komore prézniowg wyposazong w zawory gazowe, urzgdzenie transportowe i urzadzenie magnetro-
nowe 1 podtgczone do zasilacza 27 oraz target 11 jednosktadnikowy. Nad urzadzeniem transportowym
zamocowanym w podstawie 10 stalowej, wewngtrz komory prézniowej umieszczona jest trojwarstwowa
anoda wykonana w ksztalcie czesci powierzchni walca, umocowana poprzez izolatory 6 w postawie 10
zamocowanej do obudowy komory. Uformowanie anody w ksztatcie czesci walca zwieksza dostepnosc
gtebszych warstw poditoza P witdkienniczego dla osadzanych na nim metali i/lub tlenkéw metali i/lub ich
mieszanin. Anoda od strony targetu 11 ma warstwe poslizgowa 5, a pod nig warstwe konstrukcji no-
$nej 4, za$ od dotu stabilizator temperatury 3, do ktérego zamocowany jest uktad chtodzenia wykonany
z zespotu rurek 2 transportujgcych medium chtodzace w postaci wody, przy czym rurki 2 wykonane
sg z miedzi stanowigcej materiat dobrze przewodzgcego ciepto. Stabilizator temperatury 3 obniza tem-
perature pokrywanego podtoza P widkienniczego. Nad trojwarstwowg anodg zamocowane jest urzg-
dzenie magnetronowe 1 wyposazone w diugi prostokagtny target 11, podigczone do zasilacza 27, ktory
potaczony jest poprzez uktad sterowania 26 z komputerem 25. Komputer 25 pozwala na archiwizacje
parametrow technologicznych oraz na prowadzenie powtarzalnych proceséw napylania warstwa na ma-
terialy widkiennicze. Uktad sterowania 26 potgczony jest rdwniez, poprzez sterownik zaworu 28 z za-
worem regulacyjnym 29, licznikiem diugosci pokrytego powtokg materiatu widkienniczego 30 i jedno-
czesnie poprzez regulator obrotéw silnika 31 z silnikiem napedowym 32 napedzajgcym naped rewer-
syjny 9 urzadzenia transportowego. Urzgdzenie transportowe ma rolki 8 z przewijanym wyrobem wio-
kienniczym 7 oraz wyposazone jest w prozniowe sprzegta elektromagnetyczne 13. Rolki 8 potgczone
sg z rewersyjnym napedem 9, przy czym rolki 8 i rewersyjny naped 9 zamocowane sg w podstawie 10.
Kazda rolka 8 osadzona jest poprzez izolator 24 na osi napedowej 18, przy czym pierwszy koniec osi
napedowej potgczony jest z tarczg hamulca 16 umocowang w podstawie 10, za ktérg umieszczona jest
sprezyna 15 z regulatorem docisku hamulca 14, za$ drugi koniec osi napedowej 18 poprzez sprzegta
elektromagnetyczne 13 regulujgce nacigg i predkos¢ przesuwu p pokrywanego podtoza P widkienni-
czego, potgczony jest z kotem napedowym 20. Sprzegto elektromagnetyczne 13 od strony kota nape-
dowego 20 ma tarcze sprzegta 23 i solenoid 19 obudowany magnetowodem 22. Ponadto urzgdzenie
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transportowe osadzone jest w podstawie 10 na regulatorze wysokosci targetu 11 nad przewijanym wy-
robem widkienniczym 7, przy czym przewijany wyréb widkienniczy 7 umieszczany jest w obszarze pla-
zmy 12. Target 11 zamocowany jest za pomocg elementéw mocujgcych na korpusie 34 urzgdzenia
magnetronowego 1, przy czym pomiedzy targetem 11 i korpusem 34 umieszczona jest folia meta-
lowa 37, wykonana z miedzi. Folia metalowa 37 o grubosci 0,25 mm, potgczona jest trwale z korpu-
sem 34, potgczeniem lutowanym i jest intensywnie chtodzona ptynem chiodzacym doprowadzanym
uktadem chtodzenia 36 do przestrzeni pomiedzy korpusem 34 uktadem magnetycznym 35 i folig meta-
lowg 37. Ponizej powierzchni targetu 11 w jego osi pomiedzy strefami emisyjnego oddziatywania ukfadu
magnetycznego 35, umieszczona jest rurka dozujgca 38 gaz roboczy otworami 39. Rurka dozujgca 38
potgczona jest bezposrednio z zaworem dozujgcym gaz roboczy.

Przyktad 2

Urzadzenie do wytwarzania wyrobu widkienniczego ttumigcego pole elektromagnetyczne wyko-
nane jak w przyktadzie pierwszym z tg réznica, ze target 11 jest dwusktadnikowy i zestawiony z dwdch
segmentoéw w postaci ptyt. Ponadto target 11 jest na potencjale ziemi, co pozwala na uzyskanie plazmy
bardziej ukierunkowanej na podtoze. Zasilacz 27 zasilajgcy urzagdzenie magnetronowe jest przetwornicg
sinusoidalng z impulsowg modulacjg przebiegu napiecia o regulowanej czestotliwosci w zakresie 1 Hz
do 5 kHz. Ponadto gaz roboczy podawany jest na target 11 rurkg dozujgcg 38 zawierajgca otwory wy-
lotowe 39 o srednicy do 1 mm, potgczong z zaworem dozujgcym gaz roboczy, rurkg wygietg w ksztatcie
litery U, przy czym korzystnie dtugosc¢ rurki dozujgcej 38 jest mniejsza od diugosci strefy emisyjnego
oddziatywania uktadu magnetycznego 35, dzieki czemu materiat rurki dozujgcej 38 nie jest rozpylany.

Przyktad 3

Urzadzenie do wytwarzania wyrobu witdkienniczego ttumigcego pole elektromagnetyczne wyko-
nane jak w przyktadzie pierwszym albo drugim z tg roznica, ze ponizej powierzchni targetu 11 pomiedzy
strefy emisyjnego oddziatywania uktadu magnetycznego 35, doprowadzany jest gaz roboczy otwo-
rami 39 co najmniej trzech rurek dozujgcych 38, potgczonych z rurg rozprowadzajgcg, ktéra podigczona
jest do zaworu dozujgcego gaz roboczy.

W urzgdzeniu magnetronowym 1 pracujgcym impulsowo, moc wydzielona na targecie 11 regulo-
wana jest szerokoscig podawanych impulséw prgdowych, co umozliwia stabilno$¢ procesow reaktywnych,
ktéra wynika z eliminacji niekontrolowanych wytadowan tukowych. Poniewaz w pojedynczym impulsie ist-
nieje zawsze maksymalna szybkos¢ rozpylania, to modulacja impulsowa pozwala na zwiekszenie sto-
sunku rozpylonego materiatu do zanieczyszczen. Ponadto zastosowanie zasilacza 27 rezonatorowego
pozwala na efektywne wykorzystanie mocy wydzielanej na targecie 11. Modulacja czestotliwosci plazmy
wspomaga proces napylania przez niwelowanie zjawiska elektryzacji powierzchni materiatéw, zwtaszcza
izolacyjnych jak wyroby wiékiennicze wtdkniny i tkaniny z widkien syntetycznych np. polipropylenowe, po-
wodujgc wnikanie czgstek rozpylanego targetu miedzy widkna, w gtgb materiatu.

W urzadzeniach magnetronowych 1, target 11 i uktad magnetyczny 35 chiodzony jest woda po-
przez odpowiednio wykonany uktad chtodzenia 36. W proponowanym rozwigzaniu folia miedziana 37
0 grubosci nie przekraczajgcej 0,25 mm petni role uszczelki 34, co zapobiega przedostawaniu sie wody
z ukfadu chtodzenia 36 do komory prézniowej podczas zniszczenia lub uszkodzenia targetu 11. W dtu-
gich prostokatnych urzgdzeniach magnetronowych, podstawowym problemem jest zapewnienie jedno-
rodnej koncentracji jondw gazu roboczego przy powierzchni targetu, ktére zapewnia rozpylanie targetu
wzdtuz catej powierzchni roboczej. Problem ten rozwigzano przez zastosowanie rurki dozujgcej 38 gaz
roboczy, zawierajgcej otwory wylotowe 39 skierowane prostopadle do powierzchni targetu 11.

Urzadzenie do wytwarzania wyrobu wiékienniczego ttumigcego pole elektromagnetyczne, w kto-
rym na podfoze P widkiennicze nanosi sie warstwy W1, W2, W3, W4, metaliczne w obojetnej atmosferze
argonu, a warstwy tlenkowe w procesie reaktywnego rozpylania magnetronowego w tlenie lub miesza-
ninie tlenu i argonu. Na podtoze P bedace tkaning, dzianing lub widkning, o strukturze zapewniajgcej
stabilne wymiary, wykonane z witdkien poliolefinowych, poliestrowych, poliamidowych, aramidowych,
poliakrylonitrylowych oraz ich kombinacji, nanosi sie warstwy Wi, W2, W3, W4 metali wybranych
Z grupy obejmujgcej Zn, Cu, Al, Ti, Ag i AL, ich mieszanin lub stopéw wybranych z grupy obejmuja-
cej Zn-Bi, Bi-In, Cu-Sn, Cu-Zn Cu-Zn-Ni, Cu, Ni-Fe oraz, warstw W1, W2, W3, W4, metali i tlenkow wy-
branych z grupy obejmujgcej Zn-ZnO-Zn, Ti-TiO2-Ti, Zn-ZnO-Zn, Zn-TiO2-Zn, Ti-ZnO-Ti, jak rowniez
pojedyncze warstwy W1 w postaci powtok wykonanych z mieszaniny SnO2-In20s, czy tez z mieszaniny ZnO-
In203. Najwyzsze wspdtczynniki ttumienia pola elektromagnetycznego przekraczajgce 50 dB uzyskano dla
kompozytow Zn-Bi, natomiast dla warstw Ti, Al, Fe-Ni wspotczynnik ttumienia wynosi okoto 35 dB. Przez
napyleniem warstw W1, W2, W3, W4, podtoza P widkiennicze za pomoca wytadowania jarzeniowego, sg
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wstepnie odgazowane z gazéw zaadsorbowanych oraz oczyszczane. Podczas napylania powtoki urza-
dzenie magnetronowe 1 zasila sie zasilaczem 27 stanowigcym impulsowe Zrédto prgdowe o mocy 12 kW
i maksymalnym napieciu 1,2 kV. Zrédto to umozliwia zasilanie urzadzenia magnetronowego 1 w dwéch
modach: unipolarnym DC-M o czestotliwosci 160 kHz oraz bipolarnym AC-M o czestotliwosci 80 kHz.
Mod unipolarny stosowany jest do rozpylania targetéw metalicznych, a bipolarny do proceséw reaktyw-
nych. Prad moduluje sie grupowo prostokatnymi sygnatami w postaci paczek, o czestotliwosci f = 2 kHz
(t2 = 500 ms), z mozliwoscig regulacji czestotliwosci powtarzania paczek impulséw w zakresie od 50 Hz
do 5 kHz (t1 = 0,02 s — 200 ms). Czas t2 okresla czas rozpylania targetu, a w czasie ti-t- materiat z ob-
szaru plazmy jest naktadany na podtoza P. Stosunek ti/t2 jest dodatkowym parametrem technologicz-
nym charakterystycznym dla kazdego procesu reaktywnego. Zmieniajgc jego wartos¢ kontroluje sie ste-
chiometryczny sktad otrzymywanych warstw W1, W2, W3, W4 tlenkowych lub wielosktadnikowych. llo$¢
i rodzaj nanoszonych warstw W1, W2, Wz, W4 uwarunkowana jest wspoétczynnikiem efektywnosci ttumie-
nia pola elektromagnetycznego wyrobu widkienniczego. Parametry elektryczne warstw tlenkowych re-
gulowane sg parametrami procesu rozpylania magnetronowego, a ilo$¢ i kolejnosé naktadanych warstw
jest dowolna i uwarunkowana wspétczynnikiem efektywnosci ttumienia pola elektromagnetycznego, kté-
rym powinien charakteryzowac sie wyréb widkienniczy.
Wykaz oznaczen na rysunku:

1 — urzadzenie magnetronowe,

2 — rurka z medium chtodzgcym,

3 — stabilizator temperatury,

4 — warstwa konstrukcji nosnej,

5 — warstwa poslizgowa,

6 — izolator,
7 — wyréb wiékienniczy,
8 — rolka,

9 — rewersyjny naped,

10 — podstawa,

11 - target (elektroda rozpylana),
12 — obszar plazmy

13 — sprzegto elektromagnetyczne,
14 — regulatorem docisku hamulca,
15 — sprezyna,

16 — tarcza hamulca,

17 — wpust,

18 — 0$ napedowa,

19 — solenoid,

20 — koto napedowe,

21 — wieloklin,

22 — magnetowadd,

23 — tarcza sprzegta,

24 — izolator rolki.

25 — komputer,

26 — sterownik procesu,

27 — zasilacz magnetronu,

28 — sterownik zaworu argonu,
29 — zawor regulacyjny argonu,
30 — licznik metrow materiatu,
31 — regulator obrotéw silnika,
32 — silnik napedowy,

33 — element mocujacy,

34 — korpus,

35 — uktad magnetyczny,

36 — uktad chtodzenia,

37 — folia miedziana,

38 — rurka dozujaca,

39 — otwér wylotowy.



10.

11.

12.

13.

PL 235831 B1

Zastrzezenia patentowe

Urzadzenie do wytwarzania wyrobu wtdkienniczego ttumigcego pole elektromagnetyczne, za-
wierajgce komore prézniowg wyposazong w zawory gazowe, przy czym w dolnej czesci ko-
mory zamocowane jest urzgdzenie transportowe, a nad nim urzgdzenie magnetronowe wypo-
sazone w target, podigczone do zasilacza, znamienne tym, Zze wewnatrz komory prézniowe;j
nad urzgdzeniem transportowym zamocowanym w podstawie (10), umieszczona jest tréjwar-
stwowa anoda wykonana w ksztatcie czesci powierzchni walca, umocowana poprzez izola-
tory (6) w podstawie (10) zamocowanej do obudowy komory, przy czym anoda od strony tar-
getu ma warstwe poslizgowg (5), a pod nig warstwe konstrukcji nosnej (4), zas od dotu stabi-
lizator temperatury (3), do ktérego zamocowany jest uktad chtodzenia wykonany z zespotu
rurek (2) transportujgcych medium chtodzgce, natomiast nad tréj warstwowg anodg zamoco-
wane jest urzadzenie magnetronowe (1) wyposazone w prostokatny target (11), podtgczone
do zasilacza (27), ktéry potgczony jest poprzez uktad sterowania (26) z komputerem (25), po-
nadto uktad sterowania (26) potgczony jest poprzez sterownik zaworu (28) z zaworem regula-
cyjnym (29), licznikiem dtugosci pokrytego powtokg materiatu widkienniczego (30) i jednocze-
$nie poprzez regulator obrotéw silnika (31) z silnikiem napedowym (32) napedzajgcym naped
rewersyjny (9) urzadzenia transportowego.

Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze urzadzenie transportowe ma rolki (8)
z przewijanym wyrobem witdkienniczym (7), wyposazone w prézniowe sprzegta elektromagne-
tyczne (13), ktére to rolki (8) potgczone sg z rewersyjnym napedem (9), przy czym rolki (8)
i rewersyjny naped (9) zamocowane sg w podstawie (10).

Urzadzenie, wediug zastrz. 2, znamienne tym, ze rolka (8) osadzona jest poprzez izola-
tor (24) na osi napedowej (18), przy czym pierwszy koniec osi napedowej (18) potgczony jest
z tarczg hamulca (16) umocowang w podstawie (10), za ktérg umieszczona jest sprezyna (15)
z regulatorem docisku hamulca (14), zas drugi koniec osi napedowej (18) poprzez sprzegta
elektromagnetyczne (13) potgczony jest z kotem napedowym (20), przy czym sprzegto elek-
tromagnetyczne (13) od strony kota napedowego (20) ma tarcze sprzegta (23) i solenoid (19)
obudowany magnetowodem (22).

Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze stabilizator temperatury (3) i zespét ru-
rek (2) wykonane sg z materiatu dobrze przewodzacego ciepto, korzystnie miedzi.
Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze target (11) jest na potencjale ziemi.
Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze target (11) jest wielosktadnikowy, korzyst-
nie zestawiony z co najmniej dwéch segmentéw w postaci ptyt.

Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze urzgdzenie transportowe osadzone jest w pod-
stawie (10) na regulatorze wysokosci targetu (11) nad przewijanym wyrobem witdkienniczym (7),
przy czym przewijany wyréb widkienniczy (7) umieszczany jest w obszarze plazmy (12).
Urzadzenie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze target (11) zamocowany jest za pomocg ele-
mentéw mocujgcych na korpusie (34) urzadzenia magnetronowego, przy czym pomiedzy targe-
tem (11) i korpusem (34) umieszczona jest folia metalowa (37), korzystnie miedziana, ktora jest
intensywnie chtodzona ptynem chtodzgcym doprowadzanym do przestrzeni pomiedzy korpu-
sem (34) uktadem magnetycznym (35) i folig metalowa (37), uktadem chtodzenia (36).
Urzadzenie, wediug zastrz. 8, znamienne tym, ze folia metalowa (37) potaczona jest trwale
z korpusem (34), korzystnie potgczeniem lutowanym.

Urzadzenie, wedtug zastrz. 8, znamienne tym, ze ponizej powierzchni targetu (11) w jego osi
pomiedzy strefami emisyjnego oddziatywania uktadu magnetycznego (35), umieszczona jest
rurka dozujgca (38) gaz roboczy otworami (39).

Urzadzenie, wediug zastrz. 10, znamienne tym, ze rurka dozujaca (38) potgczona jest bez-
posrednio z zaworem dozujgcym gaz roboczy.

Urzadzenie, wedtug zastrz. 10, znamienne tym, ze rurka dozujgca (38) potgczona jest z zawo-
rem dozujgcym gaz roboczy, rurkg wygieta w ksztatcie litery U, korzystnie dtugosc¢ rurki dozuja-
cej (38) jest mniejsza od dtugosci strefy emisyjnego oddziatywania uktadu magnetycznego (35).
Urzadzenie, wedtug zastrz. 10, znamienne tym, ze ponizej powierzchni targetu (11) pomiedzy
strefy emisyjnego oddziatywania uktadu magnetycznego (35), doprowadzany jest gaz roboczy
otworami (39) co najmniej trzech rurek dozujgcych (38), potgczonych z rurg rozprowadzajaca,
ktéra podtgczona jest do zaworu dozujgcego gaz roboczy.
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